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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月12日(2012.11.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
 プロセス工場のオペレータに提示される情報に注意を引き付けるための方法であって、
 電子プロセス工場表示ディスプレイを提示することと、
 プロセス工場データを収集することと、
 プロセス工場の一部分を同定するためにプロセス工場データを処理することと、
 プロセス工場表示ディスプレイの前記同定された一部分を除く実質的に全ての部分を少
なくとも部分的に暗くして不明瞭にするように電子プロセス工場表示ディスプレイを修正
変更することと、
　を含む方法。
【請求項２】
　電子プロセス工場表示ディスプレイを修正変更することは、
　プロセス工場表示ディスプレイの前記同定された一部分を囲む幾何学的領域を同定する
ことと、
　電子プロセス工場表示ディスプレイの幾何学的領域外部の部分を暗くして不明瞭にする
ことと、
　を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　電子プロセス工場表示ディスプレイの幾何学的領域内部の第２の部分が、暗く不明瞭に
なっていないか及び修正変更されていないかのうちの少なくとも一つであることを特徴と
する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　電子プロセス工場表示ディスプレイの幾何学的領域外部の前記部分が、色の彩度を低減
させたものか、外観的に可視度を低下させたものか、及び部分的に半透明な画像層を重ね
て表示させたもののうちの少なくとも一つであることを特徴とする、請求項１～３の何れ
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か１項に記載の方法。
【請求項５】
　プロセス工場の前記同定された一部分が、新規アラームのいずれかまたは全て、アラー
ム起動における変化、多大に逸脱するプロセス変量、状態変更、フラグ、フラグ変化、新
規項目、新規変動、直近の状態変化、一団となって発生するアラーム、変化率の逸脱、入
力不良、厄介な制御ループ、装置の不具合、慢性的なバルブの付着、及び故障・不具合の
うちの少なくとも一つに対応することを特徴とする、請求項１～４の何れか１項に記載の
方法。
【請求項６】
　 幾何学的領域が円形領域、楕円形領域、星型領域及び長方形領域のうちの少なくとも
一つを成すことを特徴とする、請求項１～５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　プロセス工場の前記一部分がプロセス工場の一台の設備と関連付けられていることを特
徴とする、請求項１～６の何れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　プロセス工場表示ディスプレイがアクティブな表示ウィンドウを構成することを特徴と
する、請求項１～７の何れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　表示ディスプレイと、
　表示ディスプレイにオペレータ・アプリケーションを提示するためのオペレータ用表示
モジュールと、
　プロセス工場の一部分を同定するためプロセス工場のデータを分析するとともに、プロ
セス工場の同定された一部分を含まないオペレータ・アプリケーションの一部分を暗くし
て不明瞭にするスポットライタ（スポットライト表示機構）と、
　を含むことを特徴とする、オペレータステーション機器。
【請求項１０】
　プロセス工場の前記同定された一部分が、新規アラームのいずれかまたは全て、アラー
ム起動における変化、多大に逸脱するプロセス変量、状態変更、フラグ、フラグ変化、新
規項目、新規変動、直近の状態変化、一団となって発生するアラーム、変化率の逸脱、入
力不良、厄介な制御ループ、装置の不具合、慢性的なバルブの付着、及び故障・不具合の
うちの少なくとも一つに対応することを特徴とする、請求項９に記載のオペレータステー
ション機器。
【請求項１１】
　オペレータ・アプリケーションの前記同定された一部分を囲む幾何学的領域を同定する
とともにオペレータ・アプリケーションの幾何学的領域外部の部分を暗くして不明瞭にす
ることによりスポットライタがオペレータ・アプリケーションの前記一部分を暗くして不
明瞭にすることになっていることを特徴とする、請求項９又は１０に記載のオペレータス
テーション機器。
【請求項１２】
　オペレータ・アプリケーションの幾何学的領域内部の第２の部分が、暗く不明瞭になっ
ていないか、及び修正変更されていないかのうちの少なくとも一つであることを特徴とす
る、請求項１１に記載のオペレータステーション機器。
【請求項１３】
　スポットライタが、色の彩度を低減させることによるか、外観的に可視度を低下させる
ことによるか、及びオペレータ・アプリケーションの幾何学的領域外部の部分に画像イメ
ージを重ねて表示させることによるかのうちの少なくとも一つの方法で幾何学的領域外部
のオペレータ・アプリケーションの前記一部分を暗くして不明瞭にすることを特徴とする
、請求項９～１２の何れか１項に記載のオペレータステーション機器。
【請求項１４】
　オペレータステーション機器が、プロセス工場制御システムのオペレータステーション
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を備えることを特徴とする、請求項９～１３の何れか１項に記載のオペレータステーショ
ン機器。
【請求項１５】
　オペレータ・アプリケーションを提示し、スポットライタが前記同定された一部分を除
いてオペレータ・アプリケーションの実質的に全ての部分を暗くして不明瞭にすることを
可能にするためのオペレーティングシステムを更に含む請求項９～１４の何れか１項に記
載のオペレータステーション機器。
【請求項１６】
　プロセス工場のオペレータに提示される情報に注意を引き付けるための方法であって、
　電子プロセス工場表示ディスプレイを提示することと、
　プロセス工場データを収集することと、
　プロセス工場の一部分を同定するためにプロセス工場データを処理することと、
　プロセス工場表示ディスプレイの前記同定された一部分を囲む幾何学的領域を同定する
ことと、
　幾何学的領域内部に表されるプロセス工場の前記一部分に注意を引き付けるべく幾何学
的領域内部の電子プロセス工場表示ディスプレイの一部分をハイライト表示することと、
　を含む方法。
【請求項１７】
　プロセス工場の前記同定された一部分が、新規アラームのいずれかまたは全て、アラー
ム起動における変化、多大に逸脱するプロセス変量、状態変更、フラグ、フラグ変化、新
規項目、新規変動、直近の状態変化、一団となって発生するアラーム変化率の逸脱、入力
不良、厄介な制御ループ、装置の不具合、慢性的なバルブの付着、及び故障・不具合のう
ちの少なくとも一つに対応することを特徴とする、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　幾何学的領域外部の電子プロセス工場表示ディスプレイの一部分が、色の彩度を低減さ
せたもの、外観的に可視度を低下させたもの、及び部分的に半透明な画像層を重ねて表示
させたもののうちの少なくとも一つであることを特徴とする、請求項１６又は１７に記載
の方法。
【請求項１９】
　プロセス工場の前記一部分がプロセス工場内の一台の設備と関連付けられていることを
特徴とする、請求項１６～１８の何れか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　プロセス工場表示ディスプレイが、アクティブでない表示ウィンドウを構成することを
 特徴とする、請求項１６～１９の何れか１項に記載の方法。
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